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(57) Abstract: The aim of the invention is to attain a uniform and homogeneous treatment of substrates in a device comprising at 
least one process container which is arranged in a gas atmosphere and which contains a treatment fluid. Said process container also 
comprises at least two openings which are located underneath a treatment fluid surface and through which the substrates are linearly 
guided In addition, an overflow for the treatment fluid is provided. 


(57) Zusammenfassung: Zura Erreichen eirter gleichmassigen und homogenen Behandlung von Substraten in einer Vorrichtung mit 
Q wenigstens einem in einer Gasatmosphare angeordneten, ein Behandlungsfluid enthaltenden Prozessbehalter, der wenigstens zwei 
^ unterhalb einer Behandlungsfluidoberflache liegende Offnungen zum linearen Durchfunren der Substrate aufweist, ist ein Uberlauf 
^ fur das Behandlungsfluid vorgesehen. 


